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1．概要（Summary）： 

 高周波デバイスへのさらなる応用が期待される弾

性表面波について、その特性評価のためのすだれ状電

極の作成を行った。圧電基板上にポジ型レジストを塗

布し、マスクアライナーを用いて露光の後、現像を行

い、電極幅 2µm のレジストパターンを作成した。マ

グネトロンスパッター装置を用いて、Al、Cu/Cr、SiO2 

薄膜を成膜し、その後、リフトオフにより、所望のす

だれ状電極、及び SiO2薄膜を得た。 

 

2．実験（Experimental）： 

 電極作成のため、レジストスピンナー、マスクアラ

イナー、マグネトロンスパッター装置、膜厚測定装置、

及び光学顕微鏡を用いて圧電性基板上にすだれ状電

極を作成、光学顕微鏡及び膜厚計を用いて電極パター

の評価の評価を行った。また、基板上にマグネトロン

スッパター装置を用いて誘電体薄膜を作成した。 

 

3．結果と考察（Results and Discussion）： 

圧電性基板上に 2µm 幅の電極を作成し、特性評価

に必要な所望のすだれ状電極を得ることができた。 

 また、基板上に所望の膜厚の誘電体薄膜を得ること

ができた。 
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